
















PRODUCTION OF ANODE-SUPPORTED SOLID OXIDE FUEL CELL EMPLOYING  








Production of a dense and thin solid electrolyte film is important to reduce the operating temperature of solid oxide 
fuel cells (SOFCs). For production of an anode-supported SOFC cell with thin solid electrolyte film, tape casting 
process was investigated. Optimizing conditions to prepare slurries of lanthanum silicate oxyapatite (LSO) solid 
electrolyte and Ni-LSO cermet anode, SOFC cell constructed by Ni-LSO (anode) | LSO thin film (solid electrolyte) 
| strontium doped lanthanum cobalt iron oxide (cathode) was successfully produced. It was confirmed that open 
cell voltages between 800 ℃ and 600 ℃ were about 1 V when hydrogen and air flowed at air anode and cathode. 
The maximum output power density at 1073 K was improved about 3 times higher compared with the SOFC cell 
attached with platinum electrode. 





















a）テープキャストに用いる NiO-LSO スラリー調製 
NiO-LSO（重量比 0.55:0.45）粉末 8.00 g、φ1 mmYSZ ボ
ール 100 g、エタノール溶媒 28.13 ml、分散剤としてポリ
エチレンイミン 0.30 g をジルコニアポッドに入れ、200 
rpm, 6 h の条件で遊星ボールミル粉砕した。微細粉末を濾
過により回収した後、固相濃度が 15, 30 vol.%になるよう
メチルエチルケトンとエタノールの共沸組成混合溶媒
(体積比 MEK:EtOH=0.6:0.4)中で 10 min 超音波攪拌した。
造孔剤としてコーンスターチを全スラリー重量に対して
0, 30 wt.%添加し、2000 rpm, 5 min 自転公転攪拌した。結
合剤としてポリビニルブチラールを全スラリー重量に対
して 5.0 wt.%添加し、2000 rpm, 5 min 自転公転攪拌した。




 薄膜成形体を直径 20 mm の円盤型に切り出した後、





（２）燃料極支持型 SOFC セルの作製 
a）NiO-LSO 複合薄膜の仮焼温度の検討 




作製した NiO-LSO 成形体薄膜を 1200, 1250, 1300 ℃で仮
焼した後、電解質となる LSO スラリーを仮焼体上にテー




 共焼結体の電解質側にカソードとして (La, Sr) (Co, 
Fe)O3（以下 LSCF と略記）粉末とテルピネオールを混合
しインク状にしたものを塗布した後、1000 ℃, 1 h で焼き
付けた。測定は 600 ℃から 800 ℃において空気と水素を
それぞれ、カソード、アノード側に 100 ml/min で流した。
端子電圧と電流密度はポテンショ・ガルバノスタットで
測定した。また、比較のためにテープキャスト法で作製






 各試料の外観写真と破断面 SEM 像を Fig. 1 に示す。焼
結後の試料外観について、15 vol.%試料は焼結後に外形を
保たず(a-1)、30 vol.%は保った(a-2)。従って共沸組成混合
溶媒に対する固相濃度は 30 vol.%が最適と考えられた。 
固相濃度を 30 vol.%に固定し、造孔剤の有無による微
細構造への影響を観察した。破断面 SEM 像より、0 wt.%
は気孔が少なく緻密である(b-2)のに対し、30 wt.%は多く
の気孔を有している(b-3)ことを確認した。なお、気孔率
は(b-2), (b-3)でそれぞれ 9.3, 43.1 %、膜厚は 336, 383 µm
であった。以上より、最適スラリー条件は、固相濃度:30 
vol.%, 造孔剤添加量:30 wt.%であることが分かった。 
 
 
Fig. 1 (a) Photographs of NiO-LSO tape after sintering and (b) 
its cross-sectional SEM images. (1) 15 vol.% of NiO-LSO 
powder, 0 wt.% of pore forming agent, (2) 30 vol.% of the 
powder, 0 wt.% of the agent, and (3) 30 vol.% of the powder, 
30 wt.% of the agent. 
 
b）NiO-LSO 複合薄膜の焼結条件の検討 





を作製できた。よって、最適仮焼温度は 1250 ℃とした。 
 
Table 1 Comparison of thin film shape and shrinkage rate 




 Fig. 2に (a)電解質支持型セルと(b)アノード支持型セル
の 600 ℃から 800 ℃における電流-端子間電圧(I-V)曲線を
示す。(a), (b)のセルの電解質厚さはそれぞれ、107, 33 µm
であった。最大出力密度は電解質支持型セルでは 800, 700, 
600 ℃でそれぞれ、2.20, 0.48, 0.08 mW/cm2 であり、アノ





り、800 ℃において(b)は(a)の約 3 倍の出力密度を有した。 
 
 
Fig. 2 Relationship among terminal voltage, current density, 
and power density of (a) H2, Pt | LSO thin film | Pt, air and (b) 
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